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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部で撮像された撮像画像に対して、各領域が複数の画素からなる複数の領域を設定
する領域設定部と、
　設定された複数の前記領域の各々において、ＡＦ（Autofocus）評価値を算出する評価
値算出部と、
　設定された複数の前記領域の各々において、所定サイズ以上であると判定された高輝度
部が存在するか否かに基づいて、輝点影響度を算出する輝点影響度算出部と、
　前記ＡＦ評価値及び前記輝点影響度に基づいて、フォーカス制御を行うフォーカス制御
部と、
　を含み、
　前記高輝度部は、連続する高輝度画素の集合であり、
　前記輝点影響度算出部は、
　設定された前記領域の内部に複数の前記高輝度部が存在する場合、複数の前記高輝度部
のそれぞれについて、前記所定サイズ以上であるか否かを判定し、
　前記輝点影響度算出部は、
　前記所定サイズ以上であると判定された前記高輝度部が存在する場合に、前記輝点影響
度を高くし、前記所定サイズ未満であると判定された前記高輝度部が存在する場合に、前
記輝点影響度を高くしないことを特徴とするフォーカス制御装置。
【請求項２】
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　請求項１において、
　前記輝点影響度算出部は、
　前記領域に含まれる各画素の画素値と所与の画素閾値との比較処理に基づいて、前記高
輝度画素を表す高輝度画素情報を求め、
　前記所定サイズに対応するマスク情報と、前記高輝度画素情報とに基づいて、前記所定
サイズ以上の前記高輝度部が存在するか否かを判定することを特徴とするフォーカス制御
装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記輝点影響度算出部は、
　前記領域に含まれる各画素の画素値と所与の画素閾値との比較処理に基づいて、前記高
輝度画素を表す高輝度画素情報を求め、前記高輝度画素情報に基づいて連続する前記高輝
度画素の集合を前記高輝度部として特定し、特定された前記高輝度部の幾何学的特徴に基
づいて、前記高輝度部が前記所定サイズ以上であるか否かを判定することを特徴とするフ
ォーカス制御装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記輝点影響度算出部は、
　前記領域において、前記所定サイズ以上の前記高輝度部が検出された場合に、検出され
た前記高輝度部の面積に対応する値を、前記輝点影響度として算出することを特徴とする
フォーカス制御装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記輝点影響度算出部は、
　前記領域において、前記所定サイズ以上の前記高輝度部が複数検出された場合に、検出
された複数の前記高輝度部の面積の合計に対応する値を、前記輝点影響度として算出する
ことを特徴とするフォーカス制御装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記フォーカス制御部は、
　前記輝点影響度が所与の閾値以上の前記領域を無効領域に設定し、前記無効領域以外の
前記領域の前記ＡＦ評価値に基づいて、前記フォーカス制御を行うことを特徴とするフォ
ーカス制御装置。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記フォーカス制御部は、
　前記輝点影響度が大きくなるに従って小さくなる重み情報を複数の前記領域の各々に設
定し、前記重み情報に基づく重み付けがされた前記ＡＦ評価値に基づいて、前記フォーカ
ス制御を行うことを特徴とするフォーカス制御装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかに記載のフォーカス制御装置と、
　前記撮像部と、
　を含むことを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれかに記載のフォーカス制御装置と、
　観察対象に対して挿入される挿入部と、
　を含み、
　前記挿入部は、
　照明光の照射を行う照明部と、前記照明光の被写体での反射光に基づいて前記撮像画像
を撮像する前記撮像部とを、先端部に有することを特徴とする内視鏡システム。
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【請求項１０】
　撮像部で撮像された撮像画像に対して、各領域が複数の画素からなる複数の領域を設定
し、
　設定された複数の前記領域の各々において、ＡＦ（Autofocus）評価値を算出し、
　連続する高輝度画素の集合を高輝度部とした場合に、設定された複数の前記領域の各々
において、所定サイズ以上であると判定された高輝度部が存在するか否かに基づいて、輝
点影響度を算出し、
　前記ＡＦ評価値及び前記輝点影響度に基づいて、フォーカス制御を行い、
　前記輝点影響度の算出において、
　設定された前記領域の内部に複数の前記高輝度部が存在する場合、複数の前記高輝度部
のそれぞれについて、前記所定サイズ以上であるか否かを判定し、
　前記所定サイズ以上であると判定された前記高輝度部が存在する場合に、前記輝点影響
度を高くし、前記所定サイズ未満であると判定された前記高輝度部が存在する場合に、前
記輝点影響度を高くしない、
　ことを特徴とするフォーカス制御装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フォーカス制御装置、撮像装置、内視鏡システム、フォーカス制御装置の制
御方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡システムにおいてはユーザの診断、処置に支障をきたさないため、できるだけ深
い被写界深度が要求される。しかし近年では、内視鏡システムにおいても高画素の撮像素
子が使用されるに伴い被写界深度が浅くなってきていることから、オートフォーカス（以
下、ＡＦ）機能を備えた内視鏡システムが提案されている。
【０００３】
　内視鏡システムでは、照明部から出射される照明光を生体に出射し、その反射光を対物
レンズで結像して画像を取得する。一般的な内視鏡システムでは、照明部と対物レンズが
体内への挿入部に近接して配置されるため、被写体である生体表面の様々な位置で鏡面反
射した照明光が輝点として対物レンズに入射する。この結果、取得された画像には様々な
大きさの高輝度部（飽和部）が多数存在することになる。
【０００４】
　一般的なコントラスト方式のＡＦ制御では、コントラスト値が最大となるフォーカスレ
ンズ位置を合焦レンズ位置として決定する。しかし画像内に高輝度部が存在する場合、ボ
ケにより高輝度部分のエッジが増加することで、実際の合焦レンズ位置からずれたレンズ
位置でコントラスト値が最大となる場合がある（詳細は図１（Ａ）を用いて後述する）。
また高輝度部の内部では画像の画素値が飽和することで被写体のコントラスト情報が無く
なるため、正確なコントラスト値を算出することができない。この結果、画像内に高輝度
部が存在する場合、コントラスト方式のＡＦ制御では被写体に精度よく合焦できない場合
がある。
【０００５】
　このような高輝度部によるＡＦへの影響を考慮した、種々の手法が知られている。例え
ば特許文献１では、画像を複数の領域に分割して各領域の平均輝度から各領域が高輝度（
ハレーション）領域か否かの判定を行い、高輝度領域と判定された領域を除いてＡＦ制御
を行う手法が開示されている。また、例えば特許文献２では、ＡＦ領域を複数の領域に分
割して各領域に含まれる高輝度部分面積を算出し、高輝度部の面積が大きくなるほど小さ
くなる重みを各領域のコントラスト値に乗算し、それらの総和を合焦の評価値としてＡＦ
制御を行う手法が開示されている。
【先行技術文献】



(4) JP 6533284 B2 2019.6.19

10

20

30

40

50

【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２９４７８８号公報
【特許文献２】特開平８－３２１９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように内視鏡システムで取得される画像は、画像全体に様々な大きさの高輝度
部が多数存在する場合が多い。特許文献１では、領域内に高輝度部とそれ以外の被写体が
混在した場合に領域の平均輝度が低くなってしまう。そのため、領域内に高輝度部が存在
しているのに、当該高輝度部があるという判定できない場合がある。
【０００８】
　特許文献２では、領域内の高輝度部の面積は分かっても、大きな輝点が少数存在してい
るのか、小さな輝点が多数存在しているのか等の判断を行うことはできない。しかし、こ
れらの違いによって輝点がコントラスト値に与える影響は異なるため、影響度合いに応じ
た適切な重みを設定できず、被写体に精度よく合焦をすることが困難になる場合がある。
【０００９】
　本発明の幾つかの態様によれば、高輝度部のサイズを考慮したＡＦ制御を行うことで、
被写体に精度よく合焦することを可能とするフォーカス制御装置、撮像装置、内視鏡シス
テム、フォーカス制御装置の制御方法等を提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様は、撮像部で撮像された撮像画像に対して、各領域が複数の画素からな
る複数の領域を設定する領域設定部と、設定された複数の前記領域の各々において、ＡＦ
（Ａｕｔｏｆｏｃｕｓ）評価値を算出する評価値算出部と、設定された複数の前記領域の
各々において、所定サイズ以上であると判定された高輝度部が存在するか否かに基づいて
、輝点影響度を算出する輝点影響度算出部と、前記ＡＦ評価値及び前記輝点影響度に基づ
いて、フォーカス制御を行うフォーカス制御部と、を含むフォーカス制御装置に関係する
。
【００１１】
　本発明の一態様では、所定サイズ以上であると判定された高輝度部が存在するか否かに
基づいて、輝点影響度を求め、当該輝点影響度に基づいてＡＦ制御を行う。これにより、
領域内の高輝度部が所定サイズ以上か否かという観点から処理を行うことができ、適切な
ＡＦ制御を行うこと等が可能になる。
【００１２】
　また、本発明の他の態様は、撮像部で撮像された撮像画像に基づいて、ＡＦ評価値を算
出する評価値算出部と、前記ＡＦ（Ａｕｔｏｆｏｃｕｓ）評価値に基づいて、フォーカス
制御を行うフォーカス制御部と、を含み、連続する高輝度画素の集合を高輝度部とした場
合に、前記フォーカス制御部は、前記高輝度画素ではない画素に基づいて算出された前記
ＡＦ評価値の前記フォーカス制御への寄与度を第１の寄与度に設定し、所定サイズ未満で
あると判定された前記高輝度部に基づいて算出された前記ＡＦ評価値の前記フォーカス制
御への前記寄与度を前記第１の寄与度に設定して、前記フォーカス制御を行うフォーカス
制御装置に関係する。
【００１３】
　本発明の他の態様では、所定サイズ未満の高輝度部と、高輝度画素でない画素（領域の
うち高輝度部でない部分）とを同様の寄与度としてＡＦ制御を行う。これにより、所定サ
イズ未満の高輝度部に基づく情報をＡＦ制御に利用すること等が可能になる。
【００１４】
　また、本発明の他の態様は、上記のフォーカス制御装置と、前記撮像部と、を含む撮像
装置に関係する。
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【００１５】
　また、本発明の他の態様は、上記のフォーカス制御装置と、観察対象に対して挿入され
る挿入部と、を含み、前記挿入部は、照明光の照射を行う照明部と、前記照明光の被写体
での反射光に基づいて前記撮像画像を撮像する前記撮像部とを、先端部に有する内視鏡シ
ステムに関係する。
【００１６】
　また、本発明の他の態様は、撮像部で撮像された撮像画像に対して、各領域が複数の画
素からなる複数の領域を設定し、設定された複数の前記領域の各々において、ＡＦ（Ａｕ
ｔｏｆｏｃｕｓ）評価値を算出し、設定された複数の前記領域の各々において、所定サイ
ズ以上であると判定された高輝度部が存在するか否かに基づいて、輝点影響度を算出し、
前記ＡＦ評価値及び前記輝点影響度に基づいて、フォーカス制御を行うフォーカス制御装
置の制御方法に関係する。
【００１７】
　また、本発明の他の態様は、撮像部で撮像された撮像画像に基づいて、ＡＦ（Ａｕｔｏ
ｆｏｃｕｓ）評価値を算出し、前記ＡＦ評価値に基づいて、フォーカス制御を行い、連続
する高輝度画素の集合を高輝度部とした場合に、前記ＡＦ評価値に基づく前記フォーカス
制御において、前記高輝度画素ではない画素に基づいて算出された前記ＡＦ評価値の前記
フォーカス制御への寄与度を第１の寄与度に設定し、所定サイズ未満であると判定された
前記高輝度部に基づいて算出された前記ＡＦ評価値の前記フォーカス制御への前記寄与度
を前記第１の寄与度に設定して、前記フォーカス制御を行うフォーカス制御装置の制御方
法に関係する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１（Ａ）、図１（Ｂ）は合焦時とボケた時との高輝度部のサイズ変化を説明す
る図。
【図２】図２（Ａ）は内視鏡システムの挿入部と生体との位置関係の例、図２（Ｂ）は図
２（Ａ）の場合に取得される撮像画像の模式図。
【図３】図３（Ａ）は内視鏡システムの挿入部と生体との位置関係の例、図３（Ｂ）は図
３（Ａ）の場合に取得される撮像画像の模式図。
【図４】図４は、内視鏡システムにおいて取得される撮像画像の例。
【図５】図５は、本実施形態に係るフォーカス制御装置の構成例。
【図６】図６は、本実施形態に係る内視鏡システムの構成例。
【図７】図７は、本実施形態のＡＦ制御の流れを説明するフローチャート。
【図８】図８は、ＡＦ制御部の構成例。
【図９】図９は、合焦方向判別処理を説明するフローチャート。
【図１０】図１０は、撮像画像に設定されるＡＦ領域、評価ブロックの例。
【図１１】図１１（Ａ）はマスク情報の例、図１１（Ｂ）は高輝度画素情報の例。
【図１２】図１２は、輝点影響度と重み情報の関係図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、請求の範囲
に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明される
構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００２０】
　１．本実施形態の手法
　上述したように、撮像画像内、特に撮像画像のうちＡＦ評価値の算出に用いられるＡＦ
領域内に高輝度部（輝点）が存在した場合、当該高輝度部の影響により精度の高いＡＦが
できないことが知られている。具体的には、図１（Ａ）を用いて後述するように、少しボ
ケている（ピントが合っていない）状態で輝点のサイズが大きくなり、結果としてボケた
状態でのＡＦ評価値が、ピントが合っている状態でのＡＦ評価値より大きくなってしまう
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。そのため、動画ＡＦ（コンティニュアスＡＦ）であれば、ピントが合う方向を誤判定す
ることでレンズの駆動方向が適切でなくなってしまうし、静止画ＡＦ（シングルＡＦ）で
あれば、ＡＦ評価値のピークを誤判定することで、誤った位置（ピントが合わない位置）
にレンズを駆動することになってしまう。
【００２１】
　なおここでは、輝点とは被写体からの鏡面反射光が撮像部で受光された場合にみられる
画素値（輝度値）の高い点を表す。それに対して、高輝度部は、撮像画像において画素値
の高い領域を表し、例えば撮像画像中で輝度値が飽和している領域を表す。内視鏡システ
ム等において挿入部の先端と被写体との距離が近い場合、或いは撮像素子の感度（光強度
に対する輝度値）が高い場合、或いは照明光の強度が高い場合等では、被写体からの光が
鏡面反射光か拡散反射光かによらず、画素値は高くなる領域が現れ、当該領域もここでの
高輝度部となる。つまり本実施形態の考え方では、輝点は基本的に高輝度部を構成するも
のとなり得るが、高輝度部だからといってそれが必ずしも輝点に起因するものとは限らな
いという関係になる。しかし、本実施形態に係るフォーカス制御を実現する処理において
は、高輝度部と輝点とを厳密に分ける必要性は低い。よって、以下の説明では、鏡面反射
光に起因することが明確である箇所では「輝点」を用いるが、それ以外の箇所については
「輝点」と「高輝度部」という語はほぼ同義であるものとして用いるものとする。
【００２２】
　特許文献１や特許文献２では、輝点の影響を抑止することで適切な（精度の高い）ＡＦ
を行おうとしている。しかし特許文献１では、所与の領域（例えばＡＦ領域を細かく区分
した評価ブロック）内での平均輝度等を処理に用いている。そのため、仮に領域の平均輝
度として所与の値が求められた場合に、当該値が高輝度領域と比較的輝度が低い領域とが
平均化された結果であるのか、それとも領域全体が中間的な輝度であるのか、といった区
別をしていない。
【００２３】
　また、特許文献２では領域内での高輝度部の面積を求める処理を行っているものの、処
理に用いているのは例えば領域内での高輝度部の面積の総和である。そのため、高輝度部
の面積がＳであると求められた場合に、面積の小さい輝点が多数撮像されており、その面
積の総和を取った結果Ｓとなったのか、或いは面積Ｓという大きい輝点が１つ撮像された
のか、といった区別をしていない。
【００２４】
　ここで輝点がＡＦ制御に与える影響について、図１（Ａ）、図１（Ｂ）を用いて説明す
る。図１（Ａ）、図１（Ｂ）は合焦した時とボケた時の、撮像素子上での輝点の強度分布
を示した図であり、横軸は撮像素子上の位置、縦軸は輝点の強度である。ここで、例えば
画素が飽和する範囲が、撮像素子で取得される画像の高輝度部である。ただし、高輝度部
は画素値（或いは輝度値）が飽和する領域には限定されず、所与の画素値を閾値とした場
合に、当該閾値よりも画素値が高い領域を用いてもよい。
【００２５】
　図１（Ａ）、図１（Ｂ）はそれぞれ強度の高い輝点と強度の低い輝点を示している。図
１（Ａ）に示すように強度の高い輝点では、被写体である生体表面に合焦した時よりもボ
ケた時の方が画像の高輝度部の面積が大きくなる。具体的には、合焦した時の輝点サイズ
（図１（Ａ）の横軸に対応する方向での長さ）はＡ１であるのに対して、ボケた時のサイ
ズはＡ２となり、Ａ１＜Ａ２である。高輝度部の境界では一般的にコントラストが生体よ
り大きくなるため、ＡＦ評価値も生体より大きくなる。このためＡＦ領域内に強度の高い
輝点が存在する場合、ボケにより高輝度部の境界の長さが増加することで、被写体表面に
合焦した時よりもボケた時の方がＡＦ評価値が大きくなる。この結果、ＡＦ評価値が最大
となるようにＡＦ制御を行うと、生体表面に合焦できなくなる場合がある。
【００２６】
　一方、図１（Ｂ）に示すように強度の低い輝点では、ボケにより画像上の高輝度部の面
積が小さくなる（もしくは高輝度部が存在しなくなる）ため、被写体表面に合焦した時よ
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りもボケた時の方がＡＦ評価値が小さくなる。具体的には、合焦した時の輝点サイズはＡ
３（＞０）であるのに対して、ボケた時には高輝度部はなくなる。このため、図１（Ｂ）
のような強度の低い輝点はＡＦ制御には特に悪影響を与えない。
【００２７】
　以上の説明から、強度の高い輝点のみがＡＦ制御に悪影響を与えることが分かる。その
ため、強度の高い輝点はＡＦ制御に用いない、或いはＡＦ制御への寄与度を低くする必要
があるが、強度の低い輝点については、ＡＦ制御に用いても（例えば高輝度部でない領域
と同様に扱っても）特に問題が生じないと言うことができる。
【００２８】
　図１（Ａ）、図１（Ｂ）からわかるのは、輝点の強度によって取り扱いを変えるとよい
ということであり、輝点のサイズに関する説明ではない。そのため、サイズが小さくても
強度が高い輝点についてはＡＦ制御への影響が大きいし、サイズが大きくても強度が低い
輝点についてはＡＦ制御への影響は小さい。
【００２９】
　しかし本出願人の調査により、高輝度部のサイズと強度とが相関を有するケースがある
ことがわかった。一例としては、内視鏡システム等で撮像される画像を用いてＡＦ制御を
行う場合等である。
【００３０】
　内視鏡システムで取得される画像における、高輝度部の形状（サイズ）と輝点の強度の
関係について説明する。図２（Ａ）～３（Ｂ）は撮影条件と取得される画像の例である。
例えば図２（Ａ）に示すように対物レンズの光軸に対して傾いた生体を撮影する場合、対
物レンズの光軸付近では、生体表面での鏡面反射光はほとんど対物レンズに入射せず、対
物レンズへの入射光のほとんどは生体の内部散乱光になる。一方、一般的に生体表面には
細かい凹凸形状が存在する。この細かい凹凸形状により照明光の一部のみが対物レンズに
向かって鏡面反射することで、強度の弱い輝点となる。この結果、取得される画像には図
２（Ｂ）に示すように小さい高輝度部が多数存在することになる。
【００３１】
　また例えば、図３（Ａ）に示すように対物レンズの光軸に対してほぼ垂直な生体を撮影
する場合、対物レンズの光軸付近では、照明光の大部分が生体表面での鏡面反射光として
対物レンズに入射することで、強度の強い輝点となる。この結果、取得される画像には図
３（Ｂ）に示すように大きな高輝度部が存在することになる。
【００３２】
　このように内視鏡システムで取得される画像では、高輝度部の面積から輝点の強度をあ
る程度予測することが可能である。具体的には、高輝度部の面積が大きいほど強度の高い
輝点だと考えられる。なお、ここでは説明を簡易にするため、対物レンズの光軸付近につ
いてのみ説明したが、他の領域についても同様である。
【００３３】
　つまり、内視鏡システム等のように、撮像部と照明部が近い位置に設けられており、撮
像部の光軸方向と照明部の光の照射方向とが近い場合には、図２（Ａ）～図３（Ｂ）で説
明したように、高輝度部のサイズと強度が相関を有すると考えることが可能である。
【００３４】
　この場合、撮像画像におけるサイズが大きい高輝度部については強度が高いと考えられ
るため、ＡＦ制御への影響が大きく、撮像画像におけるサイズが小さい高輝度部について
は強度が低いと考えられるため、ＡＦ制御への影響が小さい。つまり、高輝度部のサイズ
を考慮することで適切なＡＦ制御が可能になる。
【００３５】
　具体的には、所与の評価ブロック内に小さな輝点が存在していた場合、従来手法であれ
ば、平均輝度や面積（合計面積）によってはその評価ブロック全体がＡＦ制御に用いられ
ない、或いはＡＦ制御への寄与度が低くなってしまう。しかし、当該評価ブロックに他の
大きな輝点が存在していなければ、上述したように当該評価ブロックの情報を用いても問
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題は生じない。つまり、サイズの小さい輝点を敢えて無視する（当該小さい輝点があって
もＡＦ制御上考慮しない）ことで、従来手法であれば捨ててしまっていたＡＦ評価値を適
切に利用することができる。これにより、ＡＦ評価値が全体的に高い値となる。そのため
、ボケの程度が大きく、従来手法であればレンズの駆動方向を精度よく判別できない程度
にＡＦ評価値が下がってしまうような場合であっても、ある程度の大きさのＡＦ評価値を
取得することが期待できるため、適切な方向にレンズを駆動していくこと等が可能になる
。
【００３６】
　特に、内視鏡システムで撮像される撮像画像、すなわち生体内画像を対象とした場合、
本実施形態の手法による効果が大きい。なぜなら内視鏡システムでは、照明部の照射方向
と撮像部の光軸方向が近い上に、生体内の体液や、内視鏡手技における送水処理の影響で
被写体がぬれていることが多く、小さい輝点が広い領域に分布した画像が取得されやすい
ためである。生体内画像の一例を図４に示す。図４のうち、白く描かれている部分が画素
値が飽和している高輝度部である。図４から明らかなように、１つ１つの高輝度部は面積
が小さく、各高輝度部は撮像画像全体に広く分布している。そのため、小さい輝点が存在
している場合に、当該輝点を含む評価ブロックを無効ブロック（ＡＦ制御に用いないブロ
ック）に設定してしまうと、ＡＦ領域内の全評価ブロックが無効ブロックとなってしまう
状況も頻繁に起こってしまう。そうなれば、当然ＡＦ制御は実行できないことになり不適
切である。その点、上述したように小さい輝点があっても無効ブロックとしない、言い換
えれば所定サイズ以上の輝点だけをＡＦ制御から除外するようにすれば、図４等の撮像画
像を対象とした場合にも、適切なＡＦ制御が可能となる。
【００３７】
　以上を踏まえ、本出願人は以下のようなフォーカス制御装置を提案する。具体的には、
本実施形態に係るフォーカス制御装置は、図５に示したように、撮像部（例えば図６の撮
像部２００）で撮像された撮像画像に対して、各領域が複数の画素からなる複数の領域（
評価ブロック）を設定する領域設定部２０１０と、設定された複数の前記領域の各々にお
いて、ＡＦ（Ａｕｔｏｆｏｃｕｓ）評価値を算出する評価値算出部２０２０と、設定され
た複数の領域の各々において、所定サイズ以上であると判定された高輝度部が存在するか
否かに基づいて、輝点影響度を算出する輝点影響度算出部２０３０と、ＡＦ評価値及び輝
点影響度に基づいて、フォーカス制御を行うフォーカス制御部２０６０を含む。なお、こ
こでのフォーカス制御部２０６０とは、例えば後述する図８の合焦方向判別部２０４０及
びフォーカスレンズ制御部２０５０を含むものであってもよい。なお、上述したように、
本実施形態の処理では輝点と高輝度部を明確に区別する必要がないことに鑑みれば、ここ
での輝点影響度は、高輝度部影響度（高輝度領域影響度）と言い換えることが可能である
。
【００３８】
　ここで、高輝度部は、連続する高輝度画素の集合である。また、高輝度画素とは、輝度
値が閾値以上である画素であり、当該閾値とは例えば飽和値（輝度値が取り得る最大値）
である。ただし、後述するように輝度値ではなく、Ｒ，Ｇ，Ｂのいずれか１つの画素値、
或いは２つ以上の画素値の組み合わせを用いてもよい。また、「連続する」とは、所与の
高輝度画素と、他の高輝度画素とが隣接画素であることに対応し、ここでの隣接画素とは
上下左右の４画素であってもよいし、周囲８画素であってもよいし、他の定義を用いても
よい。
【００３９】
　また、ここでの所定サイズは、撮像画像上におけるサイズであって、ＡＦ制御に影響を
与えると考えられる輝点強度に対応するサイズである。当該サイズは、図１１（Ａ）を用
いて後述するように３×３画素であってもよいし、５×５画素等の他のサイズであっても
よい。なお、所定サイズは撮像素子の画素ピッチや撮像光学系の状態等にも依存するため
、具体的な数値は種々の設定が可能である。また、所定サイズは固定値である必要はなく
、可変に設定されるものであってもよい。例えば、フォーカス制御装置が撮像光学系の状
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態（例えばズーム倍率等）に基づいて所定サイズの値を自動的に変更してもよいし、フォ
ーカス制御装置を利用するユーザの入力に基づいて所定サイズの値を変更してもよい。
【００４０】
　このようにすれば、高輝度部のサイズに応じた柔軟なＡＦ制御ができ、結果として精度
よく被写体にピントを合わせることが可能になる。
【００４１】
　また、本実施形態に係るフォーカス制御装置は、撮像部で撮像された撮像画像に基づい
て、ＡＦ評価値を算出する評価値算出部２０２０と、ＡＦ評価値に基づいて、フォーカス
制御を行うフォーカス制御部２０６０を含み、連続する高輝度画素の集合を高輝度部とし
た場合に、前記フォーカス制御部２０６０は、高輝度画素ではない画素に基づいて算出さ
れたＡＦ評価値のフォーカス制御への寄与度を第１の寄与度に設定し、所定サイズ未満で
あると判定された高輝度部に基づいて算出されたＡＦ評価値のフォーカス制御への寄与度
を前記第１の寄与度に設定して、フォーカス制御を行うものであると考えてもよい。
【００４２】
　このようにすれば、高輝度画素でない画素、すなわち高輝度部には含まれず、被写体の
コントラストを適切に反映する領域と、所定サイズ未満の高輝度部とを同等に扱うことが
可能になる。この場合、フォーカス制御部２０６０は、所定サイズ以上であると判定され
た高輝度部から算出されたＡＦ評価値のフォーカス制御への寄与度を、前記第１の寄与度
よりも小さい寄与度である第２の寄与度に設定してフォーカス制御を行う。つまり、所定
サイズ以上の高輝度部については、従来手法と同様にＡＦ制御への影響を抑えることにな
る。
【００４３】
　ここで、第１の寄与度とは具体的には求められたＡＦ評価値等に特に制限を加えずにＡ
Ｆ制御に用いる場合の寄与度を表し、後述する重みを用いる場合であれば１に対応する。
第２の寄与度とは、第１の寄与度よりも低い寄与度であり、例えば重みを０とする場合の
ようにＡＦ評価値に全く用いないことを表す寄与度であってもよいし、０と１の間の重み
に対応する寄与度であってもよい。また、ここで第１の寄与度を用いるとは、小さい高輝
度部が検出されたことを理由には寄与度を低下させないという意味であり、高輝度部以外
の要因に基づいて（例えば他のノイズ要因が検出されたことで）、所定サイズ未満の高輝
度部に起因するＡＦ評価値の寄与度を低下させることは妨げられない。また、第１，第２
の寄与度の各々は１つの数値である必要はなく、所与の数値範囲であってもよい。また、
第１，第２の寄与度の各々は所与の固定値である必要はなく、可変に設定してもよい。
【００４４】
　これにより、高輝度部のサイズに応じたＡＦ制御を行うことが可能になる。そのため、
例えば図４に示した小さい輝点がＡＦ領域の広い範囲に分布している場合等、従来手法で
は対応が難しかった状況でも、適切なＡＦ制御が可能になる。
【００４５】
　なお、ここでのフォーカス制御装置とは、具体的には図６を用いて後述する内視鏡シス
テムのうちの処理部３００（狭義にはＡＦ制御部３４０）に対応する構成であってもよい
。ただし、本実施形態の手法はフォーカス制御装置に限定されず、当該フォーカス制御装
置と撮像部２００を含む撮像装置に適用することもできる。
【００４６】
　また、図６を用いて後述するような、フォーカス制御装置（処理部３００）と挿入部（
硬性鏡１００）とを含む内視鏡システムに適用することも可能である。その場合、挿入部
は先端部に撮像部と照明部を含むことになる。なお、ここで、挿入部の先端に配置される
のは、撮像部２００の全体である必要はないし、図６の光源部６００である必要もない。
挿入部の先端部に配置される撮像部とは、少なくとも被写体からの光を受光するための構
成を含めばよい。例えば図６におけるレンズ系１１０が挿入部の先端部に配置されればよ
く、撮像素子２５０等は先端部以外に配置されてもよい。また、挿入部の先端部に配置さ
れる照明部についても、被写体に照明光を照射する構成を含めばよい。例えば、図６にお
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けるライトガイド部１２０が挿入部の先端部に配置されればよく、光源部６００は先端部
以外に配置されてもよい。
【００４７】
　以下、本実施形態に係るフォーカス制御装置のシステム構成例を説明した後、ＡＦ制御
の具体的な流れを説明する。なお、以下ではフォーカス制御装置を含む内視鏡システム全
体を例にとって説明を行う。
【００４８】
　２．システム構成例
　本実施形態に係る内視鏡システムについて、図６を用いて説明する。本実施形態におけ
る内視鏡システムは、体内への挿入部である硬性鏡１００と、硬性鏡１００に接続される
撮像部２００と、処理部３００と、表示部４００と、外部Ｉ／Ｆ部５００と、光源部６０
０を備えている。
【００４９】
　光源部６００は、白色光を発生する白色光源６１０と、白色光源６１０からの出射光を
硬性鏡に導光するライトガイドケーブル６２０を備えている。
【００５０】
　硬性鏡１００は対物レンズ、リレーレンズ、接眼レンズ等を含んで構成されるレンズ系
１１０と、ライトガイドケーブル６２０からの出射光を、硬性鏡先端まで導光するライト
ガイド部１２０を備えている。
【００５１】
　撮像部２００は、レンズ系１１０からの出射光を結像する撮像レンズ系２４０を備える
。撮像レンズ系２４０は、合焦物体位置を調整するフォーカスレンズ２２０を含んで構成
されている。撮像部２００はさらに、撮像レンズ系２４０で結像された反射光を光電変換
して画像を生成する撮像素子２５０と、フォーカスレンズ２２０を駆動するフォーカスレ
ンズ駆動部２３０と、ＡＦの開始、終了を制御するＡＦ開始／終了ボタン２１０を備えて
いる。
【００５２】
　撮像素子２５０は例えば、ＲＧＢのいずれかのカラーフィルタがベイヤ配列で配置され
ている原色ベイヤ型の撮像素子である。ここでは他にも、補色カラーフィルタを用いた撮
像素子や、カラーフィルタを用いずに１つの画素で異なる波長の光を受光可能な積層型の
撮像素子、カラーフィルタを用いないモノクロ撮像素子など、被写体を撮像して画像を得
られるものであれば、任意の撮像素子を使用できる。フォーカスレンズ駆動部２３０は、
例えばボイスコイルモーター（ＶＣＭ）等の任意のアクチュエータである。
【００５３】
　処理部３００はＡ／Ｄ変換部３１０と、前処理部３２０と、画像処理部３３０と、ＡＦ
制御部３４０と、制御部３５０を備えている。Ａ／Ｄ変換部３１０は、撮像素子２５０か
ら順次出力されるアナログ信号をデジタルの画像に変換して、前処理部３２０に順次出力
する。前処理部３２０はＡ／Ｄ変換部３１０から出力された画像に対して、ホワイトバラ
ンス、補間処理（デモザイキング処理）等の画像処理を施し、画像処理部３３０とＡＦ制
御部３４０に順次出力する。ＡＦ制御部３４０の詳細については後述する。画像処理部３
３０は、前処理部３２０から出力された画像に対して色変換、階調変換、エッジ強調、拡
縮処理、ノイズリダクション等の画像処理を施し、表示部４００に画像を順次出力する。
表示部４００は例えば液晶モニタであり、画像処理部３３０から順次出力される画像を表
示する。
【００５４】
　制御部３５０は外部Ｉ／Ｆ部５００や画像処理部３３０、ＡＦ制御部３４０、撮像素子
２５０、ＡＦ開始／終了ボタン２１０、光源部６００と相互に接続されており、制御信号
の入出力を行う。外部Ｉ／Ｆ部５００は、内視鏡システムに対するユーザからの入力等を
行うためのインターフェースであり、例えばＡＦ領域の位置やサイズを設定するための設
定ボタン、画像処理のパラメータを調整するための調整ボタンなどを含んで構成されてい
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る。
【００５５】
　３．ＡＦ制御の詳細
　次に、本実施形態においてＡＦ制御部３４０で行われるＡＦ制御の概要について、図７
を用いて説明する。ＡＦ制御部３４０は、ユーザがＡＦ開始／終了ボタン２１０を操作し
ＡＦが開始されるとまず合焦動作を開始する。合焦動作が開始されると、まずＡＦ制御部
３４０はＡ／Ｄ変換部３１０から順次出力される画像の取得タイミングに同期するように
、公知の技術を用いてフォーカスレンズ２２０のウォブリング動作を開始する。その後、
ＡＦ制御部３４０は、ウォブリング動作で取得された画像に基づいて、合焦方向を判別す
る（Ｓ１００）。合焦方向判別（Ｓ１００）の詳細については後述する。次にＡＦ制御部
３４０は、Ｓ１００で決定された合焦方向に基づいて、ウォブリングの中心位置を変更す
る（Ｓ１１０）。具体的には、Ｓ１００で決定される合焦方向は、後述するように“ＮＥ
ＡＲ”“ＦＡＲ”のいずれかである。ＡＦ制御部３４０は、合焦方向が“ＮＥＡＲ”と決
定された場合はウォブリングの中心位置を、合焦物体位置が撮像素子２５０に近い至近側
となる方向に所定量移動する。また、合焦方向が“ＦＡＲ”と決定された場合はウォブリ
ングの中心位置を、合焦物体位置が撮像素子２５０から遠い無限遠側となる方向に所定量
移動する。
【００５６】
　次にＡＦ制御部３４０は、合焦が完了したか否かの判断を行う（Ｓ１２０）。ここでＡ
Ｆ制御部３４０は公知の合焦判定処理等を行うことで合焦判断を行えばよい。ＡＦ制御部
３４０は、合焦が完了していない場合はＳ１００からの動作を繰り返し、ウォブリングの
中心位置を徐々に合焦位置に近づけていく。また、合焦が完了した場合はフォーカスレン
ズ２２０のウォブリング動作を終了し、合焦動作を終了する。
【００５７】
　合焦動作が終了した場合、ＡＦ制御部３４０は待機動作を開始する。待機動作が開始さ
れると、ＡＦ制御部３４０はシーン変化を検出する（Ｓ１３０）。ここでＡＦ制御部３４
０は、前処理部３２０から順次出力される画像を用いて、例えば画像の色や輝度の変化や
、画像の動き等を監視することでシーン変化を検出する。次にＡＦ制御部３４０は、シー
ン変化が検出されたか否かの判断を行う（Ｓ１４０）。シーン変化が検出されない場合は
Ｓ１３０からの動作を繰り返し、シーン変化が検出された場合は待機動作を終了する。待
機動作が終了した場合、ＡＦ制御部３４０は合焦動作を再開する。なお待機動作が実行さ
れている間、ＡＦ制御部３４０は、例えばフォーカスレンズ２２０の位置を合焦動作が終
了した時の位置に固定し、フォーカスレンズ２２０の駆動は行わない。
【００５８】
　次に、ＡＦ制御部３４０における合焦方向判別（Ｓ１００）の詳細について、図８およ
び図９を用いて説明する。ＡＦ制御部３４０は例えば、領域設定部（ＡＦ領域設定部）２
０１０と、評価値算出部（ブロックＡＦ評価値算出部）２０２０と、輝点影響度算出部２
０３０と、合焦方向判別部２０４０と、フォーカスレンズ制御部２０５０を備えている。
【００５９】
　まず領域設定部２０１０は、制御部３５０から出力されるＡＦ領域の位置やサイズ等の
情報に基づき画像上に複数のブロックからなるＡＦ領域を設定する（Ｓ２０１）。ＡＦ領
域の設定の例を図１０に示す。図１０の外周の矩形は画像全体を表し、Ａと記載されてい
る矩形は後述のＡＦ評価値や輝点影響度を算出する領域である評価ブロックを表す。また
、図１０において、評価ブロック全体を囲む範囲がＡＦ領域である。図１０では画像の中
央部に、横方向に５個、縦方向に４個の合計２０個の評価ブロックが設定されている。評
価ブロックの数やサイズは、被写体やユーザの操作等に応じて適宜変更してもよい。また
評価ブロック同士は必ずしも隣接する必要は無く、離散的に設定してもよい。領域設定部
２０１０は、ＡＦ領域の設定情報を評価値算出部２０２０、および輝点影響度算出部２０
３０に出力する。
【００６０】
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　評価値算出部２０２０は、前処理部３２０から出力される画像の画素値と領域設定部２
０１０から出力されるＡＦ領域情報から、各評価ブロックのＡＦ評価値を算出する（Ｓ２
０２）。ＡＦ評価値は評価ブロック内の被写体に対する合焦度合いに応じて増加する値で
あり、画像の周波数特性や輝度分布特性等に基づき算出する。例えば、評価ブロック内の
各画素に対してハイパスフィルタやバンドパスフィルタを適用し、その出力値を累積した
結果をＡＦ評価値とする。また、評価ブロック内の各画素から輝度分布特性の一例である
輝度ヒストグラムを算出し、ヒストグラムの分布範囲や分散、標準偏差等をＡＦ評価値と
してもよい。評価値算出部２０２０は、算出した各評価ブロックにおけるＡＦ評価値を合
焦方向判別部２０４０に出力する。
【００６１】
　輝点影響度算出部２０３０は、前処理部３２０から出力される画像の画素値と領域設定
部２０１０から出力されるＡＦ領域情報から、各評価ブロックにおける輝点影響度を算出
する（Ｓ２０３）。輝点影響度は、輝点がＡＦ制御に与える悪影響の度合いを示す値であ
る。
【００６２】
　次に、輝点影響度の算出方法について説明する。輝点影響度算出部２０３０は、まず評
価ブロック内の画素に対して、各画素のＲ，Ｇ，Ｂチャンネルの画素値から公知の変換処
理等を用いて輝度信号を算出する。次に輝点影響度算出部２０３０は、算出した輝度信号
の輝度値に対して、画素が飽和した場合の輝度値に対応する所定の閾値を用いた閾値処理
を行うことで、各画素が高輝度画素か否かを判定する。その後、評価ブロック内のすべて
の画素に対する判定結果を、図示しないメモリに高輝度画素判定結果（高輝度画素情報）
として保存する。ここでは例えば、輝度値が閾値以上だった場合は高輝度画素判定結果を
１とし、閾値未満だった場合は、高輝度画素判定結果を０とすればよい。次に輝点影響度
算出部２０３０は、評価ブロック内のすべての画素に対して輝点影響度算出マスク（マス
ク情報）を用いたマスク処理を行い、輝点影響度を算出する。
【００６３】
　ここで輝点影響度算出マスクは、例えば図１１（Ａ）に示すような、注目画素を中心と
した５画素×５画素のマスクである。マスク処理では、輝点影響度算出部２０３０はまず
図１１（Ｂ）のように、輝点影響度算出マスクと同じ範囲の高輝度画素判定結果を抽出す
る。その後、輝点影響度算出部２０３０は輝点影響度算出マスクの値が１であるすべての
画素に対して、高輝度画素判定結果が１か否かを判定し、出力値を決定する。輝点影響度
算出マスクの値が１であるすべての画素に対して、高輝度画素判定結果が１であった場合
は注目画素のマスク処理の出力値を１とし、そうでない場合はマスク処理の出力値を０と
する。次に、輝点影響度算出部２０３０は、評価ブロック内のすべての画素に対する出力
値を加算した結果を、評価ブロックの輝点影響度として算出する。その後、輝点影響度算
出部２０３０は、算出した各評価ブロックにおける輝点影響度を合焦方向判別部２０４０
に出力する。
【００６４】
　このような処理を行うことで輝点影響度算出部２０３０は、輝点影響度算出マスクで１
として設定された面積に対応する、所定サイズ以上の高輝度部の有無を検出することがで
きる。また、高輝度部の内部では生体のコントラスト情報が失われるため、高輝度部の面
積が大きくなるほど評価ブロックの正確なＡＦ評価値を算出することが困難になる。輝点
影響度は、評価ブロック内の所定サイズ以上の高輝度部の面積に対応する値であるため、
このような現象の影響を見積もる指標として使用することも可能である。なお、評価ブロ
ック内に所定サイズ以上の高輝度部が複数存在する場合、輝点影響度は複数の高輝度部の
面積の総和に対応する値となる。
【００６５】
　なお、図１１（Ａ）では５画素×５画素のマスクを用いたが、上記所定サイズは、マス
ク情報のうち、値が１である画素に対応する。例えば図１１（Ａ）の場合、マスク情報自
体は５画素×５画素であるが、処理上判定しているのは、値が１である３画素×３画素以
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上のサイズの高輝度部があるか否かである。
【００６６】
　また、ここでは評価ブロック内の画素の輝度値を用いて高輝度画素判定を行っているが
、Ｒ，Ｇ，Ｂチャンネルの画素値のいずれか、もしくはすべての画素値を用いて高輝度画
素判定を行ってもよい。また、輝点影響度算出マスクのサイズや、その値が任意に設定可
能であることは言うまでも無い。
【００６７】
　また、所定サイズ以上の高輝度部があるか否かの判定は、マスク処理以外でも実現可能
である。例えば、高輝度画素判定結果に対して公知のラベリング処理等を行うことで、高
輝度部分を検出し、輝点影響度を算出してもよい。この場合、例えば高輝度部分としてラ
ベリングされた画素の集合から面積や周囲長、主軸の長さといった特徴量を算出し、これ
らの特徴量から所定サイズ以上の高輝度部分の有無を検出し、輝点影響度を決定すればよ
い。
【００６８】
　次に合焦方向判別部２０４０は、評価値算出部２０２０から出力される各評価ブロック
のＡＦ評価値と、輝点影響度算出部２０３０から出力される各評価ブロックの輝点影響度
から、合焦方向を決定する（Ｓ２０４）。具体的には、まず合焦方向判別部２０４０は、
各評価ブロックの輝点影響度から、各評価ブロックが無効ブロックか否かを判定する。
【００６９】
　ここでは例えば、輝点影響度が０以外の値である評価ブロックを無効ブロックとしても
よく、その場合、所定サイズ以上の高輝度部が存在するブロックをすべて無効ブロックに
設定する処理を行うことになる。
【００７０】
　或いは、０よりも大きい所定の閾値と輝点影響度を比較して、輝点影響度が閾値以上の
評価ブロックを無効ブロックとしてもよい。その場合、所定サイズ以上の高輝度部が閾値
以上の面積を持つブロックを無効ブロックに設定する処理を行うことになる。なお、上述
の輝点影響度算出マスクを用いる場合、輝点影響度は整数値として算出されることから、
閾値を１以下とすると輝点影響度が０以外の値である評価ブロックを無効ブロックとする
処理と同義となる。
【００７１】
　その後、合焦方向判別部２０４０は、図示しないメモリに各評価ブロックのＡＦ評価値
と無効ブロック情報を順次保存する。
【００７２】
　次に合焦方向判別部２０４０は、例えばウォブリング動作によりフォーカスレンズ２２
０がＮＥＡＲ方向に移動した時とＦＡＲ方向に移動した時の画像のそれぞれに対して、無
効ブロックと設定されなかった評価ブロックを有効ブロックに設定する。また、ここでは
フォーカスレンズ２２０がＮＥＡＲ方向に移動した時とＦＡＲ方向に移動した時の画像の
両方に対して、無効ブロックと設定されなかった評価ブロックを有効ブロックに設定して
もよい。ここでＮＥＡＲ方向は合焦物体位置が撮像素子２５０に近い至近側となる方向、
ＦＡＲ方向は合焦物体位置が撮像素子２５０から遠い無限遠側となる方向を示す。次に合
焦方向判別部２０４０は、フォーカスレンズ２２０がＮＥＡＲ方向に移動した時の画像に
対応する各評価ブロックのＡＦ評価値のうち、有効ブロックに設定されたＡＦ評価値の総
和をＮＥＡＲ側ＡＦ評価値として算出する。同様に、フォーカスレンズ２２０がＦＡＲ方
向に移動した時の画像に対応する各評価ブロックのＡＦ評価値のうち、有効ブロックに設
定されたＡＦ評価値の総和をＦＡＲ側ＡＦ評価値として算出する。次に合焦方向判別部２
０４０は、ＮＥＡＲ側ＡＦ評価値とＦＡＲ側ＡＦ評価値を比較し、ＮＥＡＲ側ＡＦ評価値
の方が大きい場合は合焦方向を“ＮＥＡＲ”に、そうでない場合は合焦方向を“ＦＡＲ”
に設定する。その後、合焦方向判別部２０４０は決定された合焦方向を、フォーカスレン
ズ制御部２０５０に出力する。
【００７３】
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　合焦方向判別部２０４０は、上述した手法の他にも、例えば以下のような手法を用いて
合焦方向を決定してもよい。
【００７４】
　ここではまず合焦方向判別部２０４０は、各評価ブロックの輝点影響度から、各評価ブ
ロックの重みを設定する。ここで設定される重みは、図１２のＢ１に示すように輝点影響
度が０の時に１であり、輝点影響度が増加するに従って減少し、輝点影響度が所定の値以
上の時は０になるような値である。図１２のＢ１では重みが直線的に変化する例を示した
が、異なる設定が可能である点はいうまでもない。
【００７５】
　また、上述した無効ブロックを設定する例も、無効ブロックの重みを０、そうでないブ
ロックの重みを１とする重みを設定していると考えることが可能である。この場合の重み
の例が図１２のＢ２である。輝点影響度について所与の閾値を設け、閾値以上である場合
に重みが０、閾値未満である場合に重みが１となる。当然、上述したようにこの閾値を０
に近い値（上述したように輝点影響度が整数値であれば１以下）に設定すれば、所定サイ
ズ以上の高輝度部が存在するブロックをすべて無効ブロックに設定する処理を行うことが
可能である。
【００７６】
　次に、合焦方向判別部２０４０は、図示しないメモリに各評価ブロックのＡＦ評価値と
設定した重み情報を順次保存する。次に合焦方向判別部２０４０は、フォーカスレンズ２
２０がＮＥＡＲ方向に移動した時の画像に対応する各評価ブロックのＡＦ評価値に対して
、保存された重み情報を用いて重み付け加算を行い、その総和をＮＥＡＲ側ＡＦ評価値と
して算出する。同様に、フォーカスレンズ２２０がＦＡＲ方向に移動した時の画像に対応
する各評価ブロックのＡＦ評価値に対して、保存された重み情報を用いて重み付け加算を
行い、その総和をＦＡＲ側ＡＦ評価値として算出する。その後、合焦方向判別部２０４０
は、ＮＥＡＲ側ＡＦ評価値とＦＡＲ側ＡＦ評価値を比較し、ＮＥＡＲ側ＡＦ評価値の方が
大きい場合は合焦方向を“ＮＥＡＲ”に、そうでない場合は合焦方向を“ＦＡＲ”に設定
すればよい。
【００７７】
　最後に、フォーカスレンズ制御部２０５０は、図７のＳ１１０で説明したように、決定
された合焦方向に基づいてウォブリングの中心位置を変更する。
【００７８】
　本実施形態ではこのような処理を行うことで、画像中に様々な大きさの高輝度部が多数
存在する場合も、ＡＦ制御に悪影響を与える輝点を含む評価ブロックのみ検出し、その影
響を低減することで、被写体に精度よく合焦可能なＡＦ制御を実現出来る。
【００７９】
　また、本実施形態ではウォブリング方式を用いた動画ＡＦについて説明したが、ＡＦ制
御に悪影響を与える輝点を含む評価ブロックを前述の手法で検出し、特許文献１、２のよ
うな手法でＡＦ制御を行うことで、山登り方式のＡＦ制御に適用することも可能である。
【００８０】
　以上に示したように、本実施形態に係るフォーカス制御装置の輝点影響度算出部２０３
０は、所定サイズ以上であると判定された高輝度部が存在する場合に、輝点影響度を高く
し、所定サイズ未満であると判定された高輝度部が存在する場合に、輝点影響度を高くし
ない。
【００８１】
　このようにすれば、ＡＦ制御に影響を与えるサイズの大きな（本実施形態の想定では強
度の高い）高輝度部については影響度を高くし、ＡＦ制御に影響を与えないサイズの小さ
な（本実施形態の想定では強度の低い）高輝度部については影響度を低くできる。つまり
、高輝度部であってもＡＦ制御への影響を考慮して扱いを変えることが可能になる。
【００８２】
　また、輝点影響度算出部２０３０は、領域（評価ブロック）に含まれる各画素の画素値
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と所与の画素閾値との比較処理に基づいて、高輝度画素を表す高輝度画素情報を求め、所
定サイズに対応するマスク情報と、高輝度画素情報とに基づいて、所定サイズ以上の高輝
度部が存在するか否かを判定してもよい。
【００８３】
　ここで、高輝度画素情報とは図１１（Ｂ）に対応し、マスク情報とは図１１（Ａ）に対
応する。このようにすれば、マスク情報を用いて所定サイズ以上の高輝度部が存在するか
否かを判定できる。図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）の例であれば、単純なＡＮＤ演算を評価
ブロックに含まれる画素数に対応する回数だけ行って、１以上の値が出力されたか否かを
判定すればよいため、処理負荷が軽いという利点がある。
【００８４】
　また、輝点影響度算出部２０３０は、領域に含まれる各画素の画素値と所与の画素閾値
との比較処理に基づいて、高輝度画素を表す高輝度画素情報を求め、高輝度画素情報に基
づいて連続する高輝度画素の集合を高輝度部として特定してもよい。さらに、特定された
高輝度部の幾何学的特徴（サイズ特徴量）に基づいて、高輝度部が所定サイズ以上である
か否かを判定してもよい。
【００８５】
　これは、上述したラベリング処理（或いはクラスタリング処理）に対応する。つまり、
図１１（Ｂ）に示したような情報が取得されたのであれば、１が出力された画素がどのよ
うな固まりを形成しているかを判定し、同一のラベルが付された高輝度画素（同一クラス
タに分類された高輝度画素）の集合を１つの高輝度部として特定する。このようにした場
合、特定された高輝度部は具体的な形状がわかっているため、幾何学的な処理によりサイ
ズ（直径、主軸長、周囲長、面積等）を求めることが可能である。その結果を用いれば、
当該高輝度部が所定サイズ以上であるか否かは容易に判定できる。
【００８６】
　また、輝点影響度算出部２０３０は、領域において、所定サイズ以上の高輝度部が検出
された場合に、検出された高輝度部の面積に対応する値を、輝点影響度として算出しても
よい。
【００８７】
　これにより、所定サイズ以上の高輝度部の面積に対応する値を輝点影響度とすることが
可能になる。図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）のマスク情報を用いる例であれば、１が出力さ
れた回数（処理対象画素の数）が輝点影響度となる。高輝度部の面積が大きいほど、マス
ク情報に対応する所定サイズの高輝度部を内包しやすくなるため、当該輝点影響度は面積
に対応する情報である。なお、所定サイズ未満の高輝度部も面積を有する領域ではあるが
、マスク処理では１が出力されないため、所定サイズ未満の高輝度部は輝点影響度に寄与
しない。高輝度部の面積が大きいほど、高輝度部内部に本来撮像されるはずの被写体の構
造（コントラスト）が失われてしまうことから、面積に対応する値は輝点の影響の大小を
表す情報として利用可能である。なお、ラベリング処理を行う場合であれば、例えば同一
ラベルが付された高輝度画素の画素数等を当該高輝度部の面積とすればよい。
【００８８】
　また、輝点影響度算出部２０３０は、領域において、所定サイズ以上の高輝度部が複数
検出された場合に、検出された複数の高輝度部の面積の合計に対応する値を、輝点影響度
として算出してもよい。
【００８９】
　所定サイズ以上の高輝度部はＡＦに影響を与えるところ、当該所定サイズ以上の高輝度
部が複数あれば、１つしかない場合に比べて、よりＡＦへの影響が大きい。よって、この
ような影響の差を輝点影響度に反映させるために、輝点影響度は、領域内にある所定サイ
ズ以上の高輝度部の面積の総和に対応する値とするとよい。
【００９０】
　また、フォーカス制御部２０６０（狭義には合焦方向判別部２０４０）は、輝点影響度
が所与の閾値以上の領域を無効領域（無効ブロック）に設定し、無効領域以外の領域のＡ
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【００９１】
　これにより、輝点影響度が大きいと判定される領域の情報をフォーカス制御に用いなく
なるため、精度よくフォーカス制御を行うことが可能になる。例えば、上記ＮＥＡＲ側Ａ
Ｆ評価値（ＮＥＡＲ側の撮像画像での各評価ブロックでのＡＦ評価値の総和）と、ＦＡＲ
側ＡＦ評価値（ＦＡＲ側の撮像画像での各評価ブロックでのＡＦ評価値の総和）とを比較
して、フォーカスレンズ２２０の駆動方向を決定する処理の場合、無効ブロックに設定さ
れた評価ブロックのＡＦ評価値は上記総和に用いられないことになるため、輝点の影響が
大きい評価ブロックの情報をＡＦ制御に利用してしまうことを抑止できる。
【００９２】
　なお、所与の評価ブロックがＮＥＡＲ側で無効ブロックとされ、ＦＡＲ側で無効ブロッ
クとされないことや、その逆のことも起こる。そのようにＮＥＡＲとＦＡＲで評価が分か
れた場合、無効ブロックに設定されなかった側を有効ブロックに設定（総和に含める）し
てもよいし、無効ブロックに設定されなかった側も無効ブロックに設定してもよい。ただ
し前者の場合、ＮＥＡＲ側とＦＡＲ側で有効ブロック数に差が生じてしまうこともあるた
め、ＮＥＡＲ側ＡＦ評価値とＦＡＲ側ＡＦ評価値を単純な総和とするのではなく、１有効
ブロック当たりの平均値とする等の変形実施を行ってもよい。
【００９３】
　また、フォーカス制御部２０６０は、輝点影響度が大きくなるに従って小さくなる重み
情報を複数の領域の各々に設定し、重み情報に基づく重み付けがされたＡＦ評価値に基づ
いて、フォーカス制御を行ってもよい。
【００９４】
　輝点影響度が大きくなるに従って小さくなる重み情報の一例が、上述した図１２のＢ１
である。このようにすれば、所与の領域のＡＦ評価値をフォーカス制御に用いるか、全く
用いないかの２通りではなく、柔軟に利用可能となる。
【００９５】
　なお、以上のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効
果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるで
あろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば
、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語と共に記
載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換え
ることができる。またフォーカス制御装置や撮像装置等の構成、動作も本実施形態で説明
したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。
【符号の説明】
【００９６】
１００　硬性鏡、１１０　レンズ系、１２０　ライトガイド部、２００　撮像部、
２１０　ＡＦ開始／終了ボタン、２２０　フォーカスレンズ、
２３０　フォーカスレンズ駆動部、２４０　撮像レンズ系、２５０　撮像素子、
３００　処理部、３１０　Ａ／Ｄ変換部、３２０　前処理部、３３０　画像処理部、
３４０　ＡＦ制御部、３５０　制御部、４００　表示部、５００　外部Ｉ／Ｆ部、
６００　光源部、６１０　白色光源、６２０　ライトガイドケーブル、
２０１０　領域設定部、２０２０　評価値算出部、２０３０　輝点影響度算出部、
２０４０　合焦方向判別部、２０５０　フォーカスレンズ制御部、
２０６０　フォーカス制御部
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